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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月18日(2011.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、試料３、４では基材と酸化ガドリニウム溶射膜の間で剥離が発生した。したがっ
て、酸化ガドリニウムゾルゲル膜を形成することにより、ハロゲン系腐食ガスおよびハロ
ゲン系ガスプラズマを遮断し、基材からのパーティクル発生に対し軽減効果が得られるこ
とが分かった。
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